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Introdução
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Aplicações investigadas:
• dispositivos eletrônicos
“nanoelectrônica”
• sensores
• eletrodos transparentes

Vantagens
• baixo custo
• processável em solução

Métodos de síntese
• condensação de orgânicos
poliaromaticos
• crescimento in-situ num 
substrato
• exfoliação química
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Procedimento experimental

Síntese do óxido de grafite (GO)
Método de Hummers 
• Pré-oxidação: K2S2O8, P2O5, H2SO4, Grafite, H2O, 5 h, 90 °C.
• Oxidação: KMnO4, H2SO4, grafite pré-oxidado,   H2O, H2O2,     
2 h, ~10 °C.
• Purificação: centrifugação com HCl 10%, com água Milli Q e 
diálise.

Método de Brodie
• NaClO3, HNO3 (fumegante), Grafite, H2O, 5 dias, 60 °C.
• Purificação: lavagem com HCl 3 mol/L e centrifugação com 
água.

Redução química do GO 
filme GO  +  N2H4 (98%)     Agitação solução 1g/L

Deposição do grafeno
spin coating em substrato de 

Si/SiO2 tratado com plasma de O2

AFM, C-AFM, SEM, Resistor

Resultados
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 Parent graphite     27.04°         0.33
 Hummers' GO       11.33°         0.78
 Brodie's GO          14.11°         0.68
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• Procedimentos diferentes levam a grafeno com diferentes morfologias.
• Resistência elétrica for a do plano = 103-106 resistência no plano.
• É necessário diminuir resistência de grafeno produzido quimicamente.
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